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Invenţia se referă la domeniul nanomaterialelor polimerice şi a structurilor fotosensibile pe baza lor, care pot fi utilizate 

în optoelectronică pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice şi a purtătorilor de informaţie electrofotografică.  

Stratul fotosensibil pe bază de polimer carbazolic conţine poli-N-epoxipropilcarbazol sau copolimer carbazolil-

etilmetacrilat: octilmetacrilat sensibilizat cu 1215% mas. de 2,4,7-trinitrofluorenonă şi 5,050,0% mas. de 

tetrahidroxiftalocianină de zinc sau cobalt, grosimea stratului fotosensibil fiind de 2,06,0 µm. 
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